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Verfahren und Vorrichtung zum kontihuierlichen gleichméRigen
elektrolytischen Metallisieren oder Atzen

Beschréi_bung:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum insbesondere
kontinuierlichen gleichméRigen elektrolytischen MetalIisieren oder Atzen von
Metalloberfléchen. '

Verfahren zum Metallisiereh oder Atzen, insbesondere zur Bearbeitung und
Herstellung von Leiterplatten, sowie dafiir geeignete Vorrichtungen sind seit
langem bekannt. Beispielsweise wird in DE 36 24 481 A1 eine Anordnung
zum elektrolytischen Auftrag eines Metalles auf plattenfdrmige Gegensténde,
wie Lelterplatten, beschrieben, bei der diese Gegenstﬁnde fiir eine gewisse
Verwelldauer in ein Elektrolysebad gebracht und dann wieder aus dem Bad
entfernt werden, wobei die: Gegensténde |n waagerechter Lage einer die
Anordnung bildenden Elektrolysekammer zugefuhrt, durch dlese kontmuxerhch

. hindurchgelsitet und nach der Elektrolysebehandlung aus der Kammer wieder

herausgefﬁhrt werden und bei der Anoden, Stromzufithrungen und
Transportmnttel vorgesehen smd Ferner smd die Transportmntel als eme
endlos umlaufende angetnebene R_ ihe elnzelner Transportorgane ausgeblldet
welche die Seltanrander der plattenfﬁrmlgen Gegenstﬁnde festhalten und in
der Transportnchtung bewegen und wobel zu Beginn und Ende des in der

_. Elektrolysekammer gelegenen Tr;a_gsportyv_egas Mittel vorgasehen sind, die ein
Erfassen der Gegensténde durch die Transportorgane bzw. das Freigeben der



i

10

15

20

25

30

WO 95/33086 ' "~ PCT/DE9S/00706
2

Gegensténde durch die Transportorgane bewirken. Eine derartige Anlage ist
mit entsprechender Zusatzausriistung auch zum elektrolytischen Atzen,
beispielsweise Entfernen von Metallschichten (Entmetallisieren} verwendbar.

In anderen Anordnungen werden die zu behandelnden Gegenstiénde in
vertikaler Lage in ein Behandiungsmittel eingstaucht oder durch Spriihen oder
Spritzen mit diesem in Kontakt gebracht, wobei die fiir die elektrolytische
Behandlung erforderlichen Gegenelekfroden den Gegensténden
gégeni‘:berﬁegend angabrdnat werden. Fiir eine alektrolytische Metallisierung
werden die Gegene!ektroden als Anode, fir einen AtzprozeR als Kathode

polarisiert.

In den bekannten elektrolytischen Anlagen, in denen die Gegensténde
horizontal angeordnet und in horizontaler Richtung durch die Anordnung
hindurchbewegt werden, betrégt der Abstand zwischen den Gegensténden
und den Gegenelektraden etwa 100 mm. Bei der Herstellung von Leiterplatten
wirken sich derart groRBe Absténde auf die Qualitit der zu bearbeitenden
Schichten nachteilig aus. Schmale Leiterziige auf den Leiterplatten wirken in
Bezug auf benachbarte breite Leiterziige als Spitzen, auf die sich das
elektrische Feld in der elektrolytischen Behandlungszelle konzentriert. Daher
bildet sich an diesen Stslién eine hthere brtliche Stromdichte aus, so da®
diese Stellen somit intensiver, d.h. schneller, elektrolytisch geétzt oder
metallisiert werden ats breite Leiterziige.

im Ergebnis sind Sbhich;dickenverhﬁltnisse von 1 : 3 und mehr an den
verschiedenen Stelleh aﬁf der Oberfléche _ainer Leiterplatte anzutreffen. Beim
Atzen fithren die unterschiedlichen elektrischen Feldstérken zum Angriff auf
die seitlichen Flanken eines Leiterzuges und damit zu Unteré'ltzungen. Dies ist
in der Feinleitertechnik, bei denen Leiterbahnbreiten von 0,1 mm und weniger
erzeugt werden sollen, nicht mehr tolerierbar.

Zur Losung dieses Problems sind verschiedene Mainahmen, einzeln oder in
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Kombination, méglich. 'So kann béiSbieISWeiée die él"ekﬁo'ly.tische Behandlung
mit einer nledrlgen Stromdlchte durchgefuhrt werden. Allerdmgs sinkt dadurch
dle Effizienz der Behandiungsanlage Verbesserungen werden auch mit einem
vergrolSerten Anoden-lKathodenabstand erreicht. Andererse:ts 1aBt sich die
beschnebene Spltzenwwkung auch dadurch vermelden. daB der Anoden— '
'/Kathodenabstand sowent redu2|ert wnrd daB dle schmalen Lelterzuge mcht

“mehr als Spltzen sondern als Fiachen wnrken Dles |st msbesondere dann der

Fall, wenn die Gegenelektroden (balm Atzen dle Kathoden und benm '
Metalhsneren dle Anoden) den 2u behandelndan Gegenstanden auf einen
Abstand von 1 mm oder wemger angenahert werden In dlesem Falle wu'd die
maximal anwendbare Stromdnchte nur noch von der geforderten Qualltat der
zu bearbeitenden bzw. herzustellenden Metalischichten und der Dicke
speztflschen oberﬂachllchen der lefuslonsschncht, die w1ederum von der
Intensitéat der Konvektton des Elektrolyten an der Behandlungsstelle beemﬂul&t
W|rd begrenzt Die maxlmale Stromdlchte llegt deuthch dber der Stromdlchte,
die bei Lelterzugan, dle als Spltzen wnrken, anwendbar ist. Deshalb ist eine
elektrolyt!sche Behandlung mlt extrem klelnen Anoden-lKathodenabstanden 2u
'bevorzugen

Deramge Vornchtungen, dle be:splelswelse zur Behandlung von bandamgen
Tragermaterialien oder Metallbandern elngesetzt werden, slnd in DE—OS 25 11
336 und EP 0 264 510 A1 beschﬂeban

Kleine Absténde zw:schen den Anoden und Kathoden sind msbesondere mit
walzenformlgen Elektroden, dne auf der Oberﬂache des Behandlungsgutes

' abrollen, real:snerbar Eme derartige Anordnung ist in WO 94/03655

beschneben deren Offenbarungsgehalt in dlese Anmeldung elnbezogen wird.

Zur Vermeidung 'vbh'e'lektriséhe;n liu'riséhlﬁéééh ist hier ein isolierendes
Distanzmittel zwischeh 'den wéliéﬁfﬁﬁﬁigeh Elék’trbde’n und dem zu |
behandeinden Gegenstand vorgesehen Hlerzu esgnen sich beispielsweise .
partielle Beschlchtungen der Walzen, die derart ausgefﬁhrt sind, daR d|e
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Stromdurchléssigkeit durch den zwischen den Walzen und dem
Behandlungsgut liegenden Flﬁssigkeitsﬁ.lm weitgehend erhalten bleibt.
Desweitereﬁ ist es auch moglich, den auf die Leiterplattenoberfiache
aufgebrachten Resist, der das Leiterbild positiv oder negativ darstelit, als
Distanzmittel zu nutzen. Dieser ist elektrisch isolierend und seine Schichtdicke

ist so groR, dal Kurzschiisse sicher vermieden werden.

Derartige Walzen kénnen beispielsweise als unidsliche Elektroden ausgebildet
sein. Zur elektrischen Kontaktierung miissen diese wegen der Rotation Gber
Schleifringe und Schieifblrsten mit der Badstromguelle elektrisch leitend
verbunden werden. Diese Schieifringtechnik ist jedoch technisch aufwendig.
Derartige Anordnungen sind in den Patentanmeidungen DE-P 4417550.7 und
DE-P 44 17 551.5 dargestellt. Als isolierende Distanzmittel werden dort
beispielsweise elektrisch nichtieitende Distanzringe auf der Waize oder die
isolierende Schicht eines Photoresists auf der Leiterplattenoberflache
eingesetzt. Zur Kontaktierung werden Schieifkontaktbiirsten, die an
Schieifringen an den zu kontaktierenden Walzen angebracht sind, verwendet.
Der Offenbarungsgehalt der genannten DE—Pate_ntanme!dungen wird in diese

‘Anmeldung einbezogen.

Auch beim elektrolytischen Atzen nach bekannten Verfahren und
Anordnungen ist die Schieifringtechnik erfordarlich, um die unldsliche
walzenférmige Elektrode an die Badstromguelle anzuschlielen. Wird die
walzenférmige Elektrode zwischen dem Behaﬁdlungsgut und einer dem
Behandlungsgut gegeniiberliegenden Elektrode :éngeordnet so schidgt sich
sowoh! beim elektrolytischen Atzen als auch belm Metallisieren auf dieser
Eiektrode Metall ab, beim Metallisieren auf der dem Behandlungsgut
abgewandten Seite, beim Atzen auf der dem Behandlungsgut zugewandten
Seite der Waize. Das Metall muB daher fortlaufend oder in zeitlich
wiederkehrenden Behandlungszyklen von dieser Eiektrode wieder entfernt
werden. Zum kontinuierlichen Abtrag eignet sich eine zweite Badstromquelle,
die beim Metallisieren gegeniiber der Elektrode positiv und beim Atzen

i
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gegen&ber der Elektrode negatlv polansnert |st Belspnelswelse kann das
Behandtungsgut elne Lelterplatte, in honzonta!er Lage und honzontaler
Rlchtung durch eme Behandlungsanlage hmdurchgeférdert werden, Die
walzenformlge Elektrode. die mmdestens an lhrer Oberflache elektnsch
'leltfahlg ist, rollt auf der Behandlungsgutoberﬂache ab wobei ein |soherendes
Distanzmittel vorgesehen ist, das einen elektnschen Kurzschluls zwischen der
Elektrode und dem Behand_lu_ngsgu_t vermelc:let. o

Beim iitzen wwd der Pluspol der Stromquelle |n fur slch bekannter Weise mit
dem Behandlungsgut, beuspmlswe:se uber elektrlsch kontaktlerende

' Klammern, elektﬂsch verbunden Der Mlnuspol wurd uber emen Schlelfkontakt

und einen Schlelfnng an dle Eiektrode angeschlossen Auf |hr wird das
abgeétzte Metall abgeschteden Elne _zwelte elektrolytlsche Zelte wwd von

einer weiteren Badstromquelle, der Ei trode und emer welteren Hnlfslektrode

gebnldet, wobel dae zwelte Zelle auf der dem Behandlungsgut abgewandten

~ Seite der Elektroda angeordnet |st Der Pluspol der zwelten Badstromquelle

wird Gber denselben Schlelfkontakt und Schlelfrmg mnt der Elektrode

K verbunden ‘wie der Mmuspol der ersten Badstromquelle und lhl‘ negatlver Pol

mlt der dem Behandlungsgut gegenuberhegenden Elektrode Auf dleser :
scheidet sich das Metall ab, das von der. Elektrode nach dem Abhtzen vom
Behandlungsgut wneder abgelost wurd |

Falls von der Elektrode belm Metalluswren ahgeschledenes Metall nicht
vollstandlg wueder entfernt wnrd kann dleses abgeatzt werden. mdem die
Badstromquellen m fur slch bekannter Welse lntermlttlerend umgepolt und
unloshche Matalloberfléchen aufwelsende Platten m der Anlage mntbehandelt
werden. In dlesem Fall |ost slch das Metall von den Elektroden wieder und
'scheldet sich auf deni |n dlesem Fali kathodisch geschalteten Gegenelektroden
ab, wobel slch kem neues Metall auf den Elektroden ablagert

_ Beu deramgen Verfahren mul dle Elektrode uber Schlelfkontakte elektrisch
kontaktlert werden Dies ist konstruktw aufwend:g und erfordert eine
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intensive Wartung. DarUberhinaus wird auch eine zusétzliche Badstromquelle
bendtigt. Ferner ist das Behand!un_gsverfahren fur das Entfernen des auf den
Elektroden abgeschiedenen Metalls von Zeit zu Zeit zu unterbrechen.

Anstelle einer unigslichen Gegenelektrode kénnen grundséatzlich auch lésliche
oder zumindaest teilweise I&sliche Gegensaiektroden verwendet werden. In
diesem Falle miissen jedoch geeignete MaRBnahmen getroffen werden, um die
Metallionenkonzentration in der Elektrolytﬂﬁséigkeit konstant zu halten. Im
Falle der Metallisierung des Behandlungsgutes werden dem Elektrolyten hierzu
beispielsweise Salze des abzuscheidenden Metalls zugegeben. Beim Atzen
miissen diese durch geeignete Verfahren aus dem Elektrolyten wieder entfernt
werden. Eine fortlaufende Ergénzung der Metallsalze hat einen sténdigen
Verbrauch von Metallsalzen zur Folge, wodurch sich kontinuierlich
Abbauprodukte im Elektrolyten anreichern, die wiederum sufwendig aus dem
Eiektrolyten entfernt und entsorgt werden milssen. Die Verwendung von
kostengiinstigen iGslichen Elektroden ist nicht mbglich, weil diese infolge ihrer
Auflésung nicht formstabil sind und deshalb keine gleichbleibende kleine
Wirkungsdistanz zwischen Anode und Kathode zulassen.

Der vorliegenden Erfindung liegt von daher das Problem zugrunde, ein
Verfahren zum kontinuierlichen gleichméBen elektrolytischen Metallisieren
oder Atzen (Entmetafliéieren) von Metalloberflichen , insbesondere auch von
Leiterplatten, sowie eine zur Durchfiihrung eines dérartigen Verfahrens
geeignete Vorrichtung zu finden. Insbesondere sollen Nachteile der bekannten
Verfahren und Anordnungen vermieden, deren Vorteﬂe jedoch genutzt
werden,

Das Problem wird geldst durch die Anspriche 1, 7 und 11. Vorteithafte
Ausfihrungsformen der Erfindung sind in den Unteranspriichen angegeben.
Unter Metalloberflichen werden auch Oberflichen nichtmetallischer
Materialien verstanden, die wenigstens teilweise mit Metall belegt sind.
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'Bei dem erfi ndungsgeméaBen Veffahrén werden i"r';\;sb'e"'sbhdére"g’eri'ﬁge'
erkungsabstande zwischen den Anoden und Kathoden ermdglicht, so daR

sehr glenchmal?nge Metallschlchten auf Lelterplatten mit schmalen und brelten
Leiterzigen erhalten werden kdnnen. Fir ein kontmunerhches Metallisieren
werden loshche Anoden als Gegeneiektroden verwendet Eine Ergénzung der
Metallionen durch Zugabe von Matallsalzen in die’ Elektro!ytflussrgkelt ist mcht
erforderlich. Beim elektrolytlschen Atzen wnrd das Metaﬂns:eren z.B. wahrend
der Lelterplattenherstellung nicht durch zykllsche Entmetalltslerungsvorgange
der Eiektroden unterbrochen Die erfmdungsgeméil&e Anordnung ist zudem
einfach konstrmert und erfordert keinen umfangrelchen Wartungsaufwand da
keine kompllzlerte Schlenfkontakttechmk fiir rotlerenda Walzenelektroden
'emgesetzt werden mulS ' o '

n der erfmdungsgemasen Vomchtung werden’ Elektroden, die aus den

metalhschen Oberﬂachen des Behandlungsgutes und diesen
gegenuberhegenden Gegenelektroden gebllclat werden, in einer

| elektrothlschen Zelle angeordnet. Als Gegenelektroden kénnen msbesondere

Platten verwendet werden. An d_lese Elektroden wird die Bads.tromquelle;
angeschlossen. Zwischen dem 'Behahdlungsguf und den Gegenelektroden '
befinden sich beweghche, beusplelswelse rotierende walzenfarmlge,
Elektroden, die mcht an die Badstromquelle angeschlossen sind. Der Abstand
zwischen ‘dem Behandlungsgut und den Gegenelektroden wird durch diese
anschenelektroden weltgehend ﬂberbruckt Die ZWIscheneIektroden sind
elektrisch leltfﬁhlg ‘Sie smd jedoch elektrlsch |sollert gelagert und bewegen

sich benspnelswelse rollend m sehr | genngem Abstand zu den Oberflichen des

} _BehandIun_gsgutes. In einer Au_sfﬁhrungsform der Erflndung kénnen die

Zwischenelektroden die Oberfléchen des Behandlungsgutes auch wischend
beriihren, indem deren Beweguhgs- oder Drehgeschwindigkeit relativ zur
Oberfléche des Béﬁandlhﬁgsgﬂtés in geeigneter Weise eingestelit wird.

Zur Vermeidung der direkten mstallischen’ Beriihrung zwischen dem
Behandlungsgut und der metallischen’ Oberfiiche der Zwischenelsktroden
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befinden sich zwischen diesen elektrisch isolierende Distanzmittel, die
flissigkeits- und ionendurchléssig sind, beispielsweise keramische Partikel
oder partielle Kunststoffbeschichtungen, textile Gewebe oder Kunstoffringe
oder anderes profiliertes Material an der AuBenseite der Zwischenelektrode.
Deren Form und Anordnung wird so gewdhit, daR die elektrischen Feldlinien
im wesentlichen ungehindert durch den zwischen den Zwischenelektroden
und dem Behandlungsgut angeordneten diinnen Fliissigkeitsfilm
hindurchtreten kénnen. Die slektrische Abblendwirkung dieser Distanzmitte!
ist gering. Beispielsweise kdnnen Abblendeffekte der einzelnen Distanzmitte!
kompensiert werden, indem die Distanzmittel auf Walzen, die entlang der
Transportrichtung in der Behandiungsanlage angeordnet sind, gegeneinander
versetzt angeordenet werden, Die Zwischenelektrode wird vorzugsweise aus
einem unidslfichen Material ausgef(ihrt, beispielsweise aus Edelstahl oder Titan
mit .oder chne Beschichtung aus Edelmetallen oder deren Oxiden.

Der Abstand der Zwischenelektroden zur Gegenelektrode ist so grofl
bemessen, daf® auch hier eine Beriihrung sicher vermieden wird.

Derartige zwischen dem Behandlungsgut und den Elektroden isoliert
angeordnete Zwischenselektroden werd_en auf der Seite, die der Anode
zugewandt ist, metallisiert und auf der Seite, die der Kathode zugewandt ist,
entmetallisiert, das heif3t gedtzt. Beim Metallisieren des Behandlungégutes
wird daher Metall auf der dem Behandiungsgut abgewandten Seite der
Zwischenelektrode und beim Atzen auf der dem Behandiungsgut zugewandten
Seite abgeschieden.

Die Zwischenelektroden kdnnen durch geeignete Ausfithrung auch dazu
dienen, Behandlungsflissigkeit an die Oberflache des Behandlungsgutes zu
transportieren. Hierzu kdnnen die Zwischenelektroden beispielsweise aus
einem durchbrochenen innenrohr und einem dieses umgebenden
Metallgewebe zur gleichmaBigen Verfeilung des ausstromenden
Behandiungsmittels bestehen. Geeignete Ausfiihrungstormen flr derartige
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walzenformige Elektroden’ smd in WO 94/03655 sowie in der mtematlonalen '

' Patentanmeldung PCTIDEQS/OO134 beschrlaben -

" Die vorliegende Effinddngiﬁir‘d anhand der schematischen Figuren, ohne die - _

Erfindung’ darauf zu beschrénkenf im Prlnzlp und betspneihaft dargestelit und

beschneben Es zengen

“Figur1 ~ eine arf'ndungsgemﬁlse prizipielle Vomchtung, .

Figur 2 ~ eine Pnnzmdarstellung des eltfmdungsgemafsen Atzverfahrens; o’
" Figur 3 eine Prmchdarstellung des erfmdungsgemésen Metallisierungs- _

verfahrens.’

Aus Griinden der zeichnerischen Vereinfachung sind die Vorrichtungen nicht
mai!-stabsg’et;eu wiedergegeben.

Nach Figur 1 befinden sich in einem Badbehalter 9 mit Elektrolytfliissigkeit 10
eine Kathode 11 und eine Anade 12. Eine Ba"dstromquelle 13 ist elektrisch mit

. der Anode und der Kathode verbunden erd |n die Anoden-lKathodenstrecke ' —

bei emgeschalteter Badstromquelle ein elektrtscher Lelter, hier ein mit
metalhscher Oberflache versehenes Teil oder em Metallteil 14, eingebracht,
das keinen Kontakt zur Anode oder Kathode hat, so scheidet sich im Bereich

‘15 des Teiles Metall ab, das ‘sich von der Anode mfoige des —
Elektrolysevorganges abgeldst hat. Ist das Metailteil 14 selbst l6slich, so wird

vom Bereich 16 des Teiles Metall elektrolytisch abgeétragen und auf der - _

Kathode 11 abgeschieden. Ist das Metallteil in der Elektrolytfiissigkeit _

dagegen unidslich, so entsteht an dem der Kéthode-iugewandten Bereich 16

Mit der Bezugsziffer 17 ist eine Achs'ef"‘-syniﬁdli'si'ert.'_ um die das Metaliteil
gedreht werden kann. Nach einer 180" - Drehung des Metallteiles in’
Pieilrichtung 18 steht das im Bereich 15-abgeschiedene Metall nunmehr der

This Sheet Has Been Replaced
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Kathode gegeniiber. Hier wird es wieder abgeétzt und auf der Kathode
endgliltig abgeschieden. Gieichzeitig scheidet sich jetzt von der Anode
abgeétztes Mefall in dem Bereich 16 ab. Dieser Vorgang wiederholt sich bei
entsprechender Relativbewegung zu den Elektroden, beispielsweise bei
fortlaufender Rotation des Metaliteiles.

Der Elektrolysestrom durch das nicht elektrisch kontaktierte Metallteil kommt
wegen der sehr unterschiedlichen elektrischen Leitfahigkeiten der
Elektrolytfilissigkeit und des Metalilteiles zustande. Das Metallteil dient als
elektrischer Leiter zwischen den Elektroden, der Kathode 11 und der Anode
12. Es handelt sich bei diesem Zwischenelement also um eine
Zwischenelektrode. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist die
Zwischenelektrode als langgestreckte Walze ausgebildet, die in sehr.geringem
Abstand an der Oberflache des Behandiungsgutes abrolit. Beispielsweise kann
eine derartige Walze oder ein &quivalent bewegliches Element an der
Oberfliche eines in vertikaler Lage in die Bshandiungsfllissigkeit eingetauchten

ebenen Gegenstandes entlanggefithrt werden.

Das erfindungsgeméfle Verfahren eignet sich insbesondere zur Behandlung
von Leiterpiatten, die in horizontaler Lage und in horizontaler Richtung durch
eine Behandlungsaniage hindurchgefiihrt werden. Eine derartige Anordnung
der Elektroden und der Badstromquelle ist in f-'igur 2 fir einen AtzprozeR
dargestelit.

Das zu atzende Behandlungsgut 19 ist {iber nicht dargestellite elektrisch
kontaktierende Klammern mit dem Pluspol der Badstromquel!e. 20 verbunden.
Der andere Pol der Badstromquelle ist an sine Kathode 21 angeschlossen. Eine
vertikal zur Darstellungsebene langgestreckte Walze 22 als Zwischenelektrode
ist zumindest an ihrer Oberflache elektrisch gut leitfahig. Sie ist mit ihrem
Lagerzapfen 23 héhenbewedlich gelagert, so daB unterschiedliche
Leiterplattendicken selbsttatig ausgeglichen werden. Ein sehr geringer
Abstand zwischen der Oberflache des Behandlungsgutes und der
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walzenformngen Zwrschene!ektrode wurd durch |soluerende und vorzugswe:se
sehr diinne Dlstanzmlttel erméghcht und konstant gehalten, die hier nicht °

R dargestellt sind. Die Walze rctlert mit emer Umfangsgeschwmdlgkelt die
vorzugswelse der Transportgeschwmdlgkelt des Bahandlungsgutes in

horizontaler Richtung entspricht. Werden unterschledllche Geschwmdlgkelten
gewihlt, W|scht die Oberfléche der anschenelektrode an der Oberftéche des
Behandlungsgutes entlang o S '

Der Abstand der als Kathode polansmrten Gegenelektrode 21 von der Walze
ist fur die Quahtat der elektrolvtnschen Bearbeltung dés Behandlungsgutes
unkritisch. Durch sporadusches Versetzen der Kathode in Pfeulnchtung 24 kann

~ die Stel|e, an ‘der s:ch dle grbl&te Menge des vom Behandlungsgut abgeatzten
‘Metalls ablagert und die sich lm Wirkungsberelch der Walze heflndet, _
Fseltwarts verschoben werden, sa dals em neuer Oberﬂachenbereach der "
_Kathode, an dem s:ch noch kem oder nur wemg Metall abgeschleden hat, in

"~ den genannten Berelch bewegt wnrd Dadurch wird die verfﬁgbare

20

25

30

Kathodenoberﬂ.éche zur Ablagerung von abgeétztem Meta!l vollsténdig

nutzbar.

' Vortellhaft ist hlerbel, daB i ln dem beschﬂebanen Atzprozel& eine

Metallrﬂckgewmnung stattfindet Zusatzliche chemische

'Ruckgemnnungsverfah_ren sind’ daher nicht erforderhch. Béifn"'elektrdlytischen
Atzen gelangt das Metall vom Behandlungsgut zunéchst auf die Walze und

dann auf die Kathode. Hlarzu ist erﬂndungsgemé& nur eine Badstromquelle
erforderlich. Ferner ist auch kelne elektnsche Kontaktlerung der Walze nﬁtug

" In einer Atzanlage ist vorzugswalse eme Viélzahl von Walzen in
'_Durchlaufnchtung des Behandlungsgutas hmteremander angeordnet

' Desg!enchen kénnen diese zur beldseltlgen undloder synchronen Behandlung

der Lelterplatten auch auf deren Unterselten angeordnet werden

In Figur 3 ist eine Priﬁzipdarﬂéliuriﬁ"ﬁfr'éjie Mét!li‘si'erﬁﬁ’g von Leitéfplatt_en 25
in horizontaler Lage dargestelit. Die Badstromquelle 26 ist mit dem Pluspol an
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die dem Behandiungsgut 25 gegeniberliegende Gegenelektrode (Anode) 27
angeschlossen, der negative Pol an das Behandiungsgut 25. Die rotierende
Walze 22 ist, wie bereits anhand Figur 2 beschrieben wurde, als
Zwischenelektrode ausgebildet. Die Anode 27 kann sowohl als unidsliche als
auch als 18sliche Elektrode ausgebildet werden. In beiden Fillen wird ein sehr
kleiner konstanter Abstand zwischen dem Behandlungsgut und der
Zwischenelektrode eingestellt. Unabhéngig davon ist die Strecke zwischen der
Anode und der Walze fir die Qualitdt der abgeschiedenen Metallschicht auf
dem Behandiungsgut unkritisch. Dies erlaubt, kostengiinstige lésliche Anoden
einzusetzen, deren Geometrie durch die permanente Auflésung nicht konstant
gehalten werden kann und daher tiir sinen direkten Einsatz ohne die
erfindungsgemiale Zwischenelektrode und mit sehr kleinem Abstand zwischen

Anode und Kathode ungeeignet wirse.

Durch sporadisches Versetzen der l6slichen Anoden in Transportrichtung 24
werden auch in diesem Fall nacheinander alle Bereiche der Anoden zum
Metallisieren genutzt. Der der oberen Mantellinie der Walze gegenliberliegende
Bereich an der Anode wird stédndig am starksten geé#tzt. Durch das Versetzen
in Richtung 24 werden Bereiche der Anode, von denen noch kein Metall oder
nur wenig Metall abge&tzt wurden, in eine der genannten Mantellinie der

Walze gegentiiberfiegende Stellung gebracht.

Zur beidseitigen elektrolytischen Metallisierung der Leiterplatten befinden sich
auch an deren Unterseite entsprechende Vorrichtungen mit walzenférmigen

Zwischenelektroc!en.

Die Erfindung ist nicht auf die Verwendung walzenférmiger
Zwischenelektroden beschrankt, sondern umfaBt auch derartige Elektroden
anderer Form mit zum Drehen &quivalenter, gegebenfalls relativer Bewegung
zu den in Wechselwikung stehenden (ibrigen Elementen der Zelle.
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Patentanspriiche:

1. Verfahren zum glelchma&gen elektrolytlschen Metalllsleren, Atzen oder
Entmetalhs:eren einer Metalloberﬂache, bei dem

- dle Metalloberﬂéche und mmdestens eme dieser gegenuberhegende Elektrode

. mlt einem Behandlungsmntte! in Kontakt gebracht werden,

10

- zwuschen der Metalloberﬂéche und der Elektrode eine elektnsche Spannung
angelegt wird, ' ' '

. zwuschen der Metalloberflache und der Elektrode mindestens eln elektrisch

is

nicht kontakt:ertes unlésliches, zummdest an Tallen seiner AuRenfiache aus
einem efektrisch [eitenden Material bestehandes, als Elektrode wnrkendes
anschenetement bewegt W|rd '

| 2 Verfahren nach Anspruch 1 gekennzelchnet durch eine um ihre’

20

25

30

Léngsachse drehende Rolle als anschenelement

3. Vé‘i?fahrén'na'ch einem der vorstéhén'deh Ansprache, dadurch
gekennzeichnet, daR das Zwischenelement auf der Metalloberfliiche abrolit

oder diese wisb_hend berihrt, wobei zwischen dem Zwischenelement und der

'Mefallqbefﬂache' eine elektrisch is§liefeh&e" Zwischenschicht eingebracht wird.

4. Verfahren zum Metallisieren naf_:h éinem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daR zum Metallisieren bendtigte Metallionen dem
Behandlungsmittel durch elektrolyt:sches Aufldsen der Elektroden oder durch

'Metallsalze zugefﬁhrt werden

5. Verfahren nach eihe_iri'd"e'r vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, da die Elektroden kontinuierlich oder intermittierend relativ’
zu den ZWischeneIementen bewegt werden.

This Sheet Has Been R
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6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche zum kontinuierlichen
gleichm&Rigen Metallisieren oder Atzen von in horizontaler Lage angeordneten
und horizontal gefiihrten Leiterplatten oder Leiterfolien.

7. Vorrichtung zum kontinuierlichen gleichmé#Bigen elektrolytischen
Metallisieren, Atzen oder Entmetaliisieren von Metalloberflachen, umfassend
- gine Elektrolysezelle,

- mindestens eine der Metalloberfliche gegentiberliegende Elektrode,

- ein mit der Metalloberfiiche und der Elektrode in Kontakt stehendes
Behandiungsmittel in der Elektrolysezelle,

- eine mit der Metalioberfliche und der Elektrode in elektrischem Kontakt
stehende Spannungsquelle sowie

- mindestens ein zwischen der Metalloberfléche und der Elektrode
angeordnetes elektrisch nicht kontaktiertes unldsliches, mindestens an Teilen
seiner AuBBenflache aus einem elektrisch leitenden Material bestehendes, als
Elektrode wirkendes bewegliches Zwischenelement.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB das
Zwischenelement auf seiner AuBenfiiche mit elektrisch isolierenden

Distanzmittein versehen ist.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
daR die Elektroden als Platten ausgebildet sind.

10. Vorrichtung zum Metallisieren nach einem der Anspriiche 7 bis 9,
gekennzeichnet durch aus abzuscheidendem Material bestehende Elektroden.

11. Vorrichtung zum Metallisieren oder Atzen von in horizontaler Lage
angeordneten und horizontal gefilhrten Leiterplatten oder Leiterfolien
ausgebildet nach einem der Anspriiche 7 bis 10.

Been Re;
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. 12. Verfahren zum kontinuierlichen glﬁichmﬁa‘l&igen_ él_ektrblytischen_

10

Metallisieren, Entmetallisieren oder Atzen von Metalioberfléchen,
gekennzeichnet durch einzelne oder alle neuen Merkmale oder Kombinationen

der offenbarten Merkmale.

1'3.. Vorrichtuhg zum kontini:ieﬂichéh glelchmé&gen e!ektipiﬁiséhen
Metallisieren, Entme_ta_l!_i_sierén oder i-‘\t__zgr_\_ von Metalloberfiachen,
geken_nze__ichnet_durch_ei:n:z'el_ne__ oder alle neuen Merkmale oder Kombinationen

~ der offenbarten Merkmale.



